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Introducéao

Devido ao alto fator de intensificagdo, a técnica
SERS apresenta potencial aplicacdo em andlises
guimicas. O maior empecilho a esta aplicacédo é a
dificuldade na obtencdo de substratos SERS
reprodutiveis. Como o0s substratos SERS-ativos
apresentam rugosidade nanométrica, técnicas de
construcdo controlada de estruturas metalicas sé@o
estratégias adequadas para se obter substratos
SERS com alto fator de intensificacdo e
reprodutibilidade.*

Neste trabalho é apresentada uma técnica de
producdo de substratos SERS-ativos através da
eletrodeposicdo de ouro sobre substratos de FTO
(6xido de estanho dopado com fldor) mascarados
com microesferas de poliestireno (PS).

Resultados e Discussao

O FTO foi recoberto com microesferas de PS de
didametro 500 + 10 nm (Alfa Aesar) pela técnica de
dip-coating. Utilizou-se um dip-coater construido no
laboratério e uma suspensdao com 1 % m/m de
microesferas de PS. Na Figura 1A é apresentada
uma micrografia de varredura do substrato recoberto
com as microesferas. Verifica-se que a camada de
esferas obtida apresenta diversas quebras de
organizacdo, além da deposicdo de mais de uma
monocamada em algumas regies da amostra.
Obteve-se, contudo, bom recobrimento do substrato.
Nestes substratos foi eletrodepositado Au através de
um processo galvanostatico, com diferentes valores
de densidade de corrente e tempo de deposicao,
apresentados na Tabela 1.
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Figura 1. A- SEM do substrato de FTO recoberto com

microesferas com 500 + 10 nm de PS. B- SEM do substrato 2

(Tabelal) apds eletrodeposicao de Au (espessura nominal do
depbsito = 200 nm) e retirada das microesferas.

A retirada das microesferas revela a formacéo de

nanoestruturas de Au com boa uniformidade (Figura

1B). Observa-se também que a eletrodeposi¢cdo ndo
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ocorre com a mesma intensidade em todas as
regibes do substrato, o que pode ser consequéncia
da falta de homogeneidade na condutividade do FTO.
Para determinar a atividade SERS dos substratos foi
utlizada a banda em ca. 1000 cm® da 4-
mercaptopiridina  (pyS). Os resultados s&o
comparados com os valores obtidos para um eletrodo

de Au ativado eletroquimicamente.

Tabela 1. Intensidade da banda em 1000 cm™ dos espectros
SERS dos substratos de Au em solugzo 0,01 mol.L™* de pyS em
KCl 0,1 mol.L? para diferentes condicdes de el etrodeposi G2o.

Denﬂdad Tempo de Intensidade da
Substrato | - feie eletrodes)oagéo banda em ca. 1000
(mA.cm?) (s cm™(ctg.s™)
1 500 420 410
2 150* 630 508
3 800 630 324
4 1000 630 1368
Eletrodo de Au ativado 1100

*Valor referente a corrente constante de 150 nA aplicada.

As maiores intensidades SERS da pyS foram
obtidas com o substrato 4, que apresenta maior
intensidade que o eletrodo ativado. Sintese destes
substratos nas mesmas condi¢des (substrato 4) ndo
apresentaram boa reprodutibilidade, que pode ser
uma conseqiiéncia da falta de homogeneidade na
condutividade e a alta rugosidade do FTO que
poderiam influir na construcao das nanoestruturas.

Conclusodes |

As nanoestruturas obtidas apresentam altas
intensificagbes do espectro SERS, que
possibilitariam a utilizagcdo destas para fins analiticos.
Entretanto, a falta de reprodutibilidade na organizacao
do depésito de Au na superficie do FTO traz limitacao
a técnica, sendo necessarios estudos em superficies
mais homogéneas.
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